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Krzemowe ogniwa stoneczne o wysokiej sprawnosci wymagajg znacznej redukcji strat
optycznych poprzez obnizenie wspdtczynnika odbicia promieniowania stonecznego od
naswietlanej powierzchni. Wspétczynnik odbicia $wiatta od powierzchni ptytki krzemowe;j
wynosi od 35% do 50% dla dtugosci fali w zakresie 400-1100 nm. Dzieki teksturowaniu
powierzchni krzemu oraz natozeniu dopasowanej warstwy antyrefleksyjnej odbicie mozna
zredukowac¢ ponizej 5%, co znaczaco zwieksza sprawnos$¢ krzemowego ogniwa
stonecznego[1-2]. Jednowarstwowe powtoki antyrefleksyjne umozliwiajg minimalizacje
odbicia jedynie w waskim zakresie. Poza wyznaczonym zakresem odbicie znaczg wzrasta.
Dlatego w niniejszej pracy wybrano dwuwarstwowg powtoke antyrefleksyjng Al,03/Zn0O,
ktéra eliminuje ten problem (Rys. 1 i 2). Powioki antyrefleksyjne o rdéinej grubosci
poszczegdlnych warstw naniesiono na polerowane podtoze krzemowe, ktére zachowuje sie
jak zwierciadto (odbija ponad 90% padajgcego promieniowania). Nie bez znaczenia pozostaje
wybdér metody osadzania pokry¢ antyrefleksyjnych. Wybrano metode atomowego osadzania
warstw (ALD), ktéra umozliwia kontrole grubosci w zakresie nanometrycznym oraz
rownomiernie pokrycie teksturowanej powierzchni co jest niezwykle istotne w kontekscie
potencjalnego zastosowania w krzemowych ogniw stonecznych.
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Rys. 1. Obraz SEM powierzchni Rys. 2. Odbicie swiatta od powierzchni polerowanego
warstwy antyrefleksyjnej Al,03/ZnO podtoza krzemowego z warstwg antyrefleksyjng Al,03/ZnO
osadzonej na polerowanym podtozu

krzemowym
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